J178933

PATENTE DE INVENCION

I;G;I; CASE N: 8519.

MEMORIA DESCRIPTIVA
SOBRE: ‘

"PERFECCIONAMIENTOS EY 1A CONSTRUCCION DE BLE-

'MENTOS DE OPTICA. '

SOLICITANTES: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED,
. feaidentes en: Impérial Chemical House,
Millbank, LONDRES, 8.Wel:e = Inglaterre.

Este invento se refiere & un procedimiento
perfeccionedo para la produccidn de elementos 6pticos,
especlalmente lentes y espe jos, eonstituidog,esencial-
mente, por meteriales polimerizedos tranaparentes.lundua

5e es bien sabido que determinmdos compuestos orgénicos mo-
saturadoe pueden comvertirse, pqr fotopolimerizacidn, en
meterieles resinosos, la aplicacidén de este principioc al
moldeo de articulos adecuados para usarse como elementos
8pticos, ha tropezedo con una seris dificultad que hasta

10. ghora mo ha podido salvarse. Easto es, cuando la fotopoll-
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merizacidén llege a la fase en que se forma uns resina
sblide, sparecen a menudo, Pequefias burbujas y fuerzas
o reacciones interiores, que persisten en el produeto
ecompletamente polimerizado, disminuyendo considerable-
mente la utilidad del mismo.

Un objeto de este invento es proporeionar un
procedimiento perfeccionado para le produccidn de elemen
tos 6pticos. Otro objeto es proporcionar un procedimiento
perfeccionado para la produccién de elementos Gptieos
gonstituidos, esenoialmente, por materiales polimerizados
transperentes, por medio del cual dichos elementos se
obtienen en un estado més libre de burbujes y de reaccio-
nes de lo que hasta ahara ha sido posible. Otros objetos,
aparecerdn a continuacidn.

S8e ha comprobado gque los elementos dptieos
que tienen un eje de referencie tal que el espesor de los
mismos, medido paralelamente & dicho eje, sea sensiblemen
te constente en todos los puntos de aquéllos situados a
una distancie dada de dicho eje, pueden fabricarse de un
modo perfeccionado por un procedimiento que comprende el
someter un eompueato monomérioo polimerizable ,que contengn
el grupo ;>G-0<: en la moléoule, o-un liquido, polimsreo
parcial, derivado del migmo, a la accibén polimerizante de
la luz em un molde que tenga superficies internas de acuer
do con la forme de dicho elemento &ptico, hasta que se
forme un euerpo sdlido, controlédndose la cantided media de
luz que ¢ae, por unidad de tliempo, amsobre dicho campuesto
monomérico o polimero parcial, de acuerdo con le ecuacidn:

Q, = k(1 - Kx)
en ls que gx'oa la cantidad media de lugz gque cae por unidad
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de tiempo sobre el compuesto monomérico o polimerc parciel
citado, a una distancia x del eje de referencia mencionado,
Ex es el espesor del material sometido a la polimerizeaciodm,
medido en la direceién de la luz incidente, a una distencia
X del eje de referencia, k es una eonstante arbitraria, y
g_tiene cualquier valor pdsitivo meRyor Qque ¢ero y menor

que 1/r, siendo r el valor méximo de x, ésto es, el semi-
didmetro de 1la superficie interior del molde,

Con preferencia, la luz indicada cae sobre el
compuesto monomérico o el polimero parcial mencionado, en
una direccién sensiblemente paralela el eje de referencia
citado. Dado que es conveniente que la iluminaecién, en
cualquier punto, sea lo mis constente posible, se prefiere
que el valor de g esté relacionado con una unidad de tiem
po lo mis pequefia posible, por ejemplo, por minuto o por
segundo. Corriextemente, no se refiere a un perfodo supe-
rior a una hora, dado que las irrezularidades en la inten-
sidad de luz permitidas por un perfodo unitario de mayor
duracifn, se traducen frecuentemente en falta de homoge-
neidad del producto obtenido por esfe procedimiento,

Es evidente que la superficie del molde a
través del cual se ilumina el compuesto momomérico o el
polimero pareial, ha de ser précticamente transparente
para la luz. Por esta razdn, se emplean corrientemente
moldes de oristal. Para sostener los pares de elementos
de un molde de modo tal que se encuentren adecuadamente
dispuestos entre si{, se necesitan plantilles o sujetsdores
adecusdos. '

El procedimiento a que este invento ge refiere

se ha comprobado que es de utilided especiel en la produc-
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eidén de lentes convexas y de egpe jos de superficie eonvexa
metalizada. Sin embargo, no se limita a este respecto, y
puede aplicarse a elementos céncavos; ebneavo-convexos, y
esféricos, por ejemplo lentes Schmidt.

El procedimiento de este invento encuentra su
mayor utilidad cueando se aplica a la fabricacibdn de un ele-
mento &ptico delgado, esto es, de un elemento en el que la
variecidn méxima de espesor, con relacién a su radio, es
pequefia, por ejemplo no superior a 1/2., Pars elementos &p-
ticos delgados, se observa que los valores de K mis eadecus
dos son los que no excsden de 1 dado que el empleo de
condiciones en las que g.tengaruf.un valor superior a I%F”
da luger corrientemente e una reduccidn en el grado de
homogeneidad del elemento obtenido y a roturas de los mol-
des, si éstos son de eristal.

Cuando el valor de K disminuye, la scuacidn:
Q = kt_(1-Kx)
8o aproxima a
U = kK,
ésto es, la cantidad mixims de luz que, por unided de tiem-
po, cae sobre el compuesto sometido a&,polimerizacidn, a una
distancia x del eje de referencia, es proporcionel al espe-
sor de la masa sanetide a polimerizacibn, & una distancia
X del eje de referencie.
En les condiciones dedes por la ecuscidn:
G = Kty
le formaeibén de burbujas en le pieza moldeada no es tan
intensa eomo en el caso en gue se emplea iluminseién uni-

forme. 8in embargo, para muchas aplicaciones Sptices, se
requieren elementos muy exentos de burbujas y de reacciones
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internas y, por tanto, se prefiere generalmente que el valor

'itar + En estas condiciones,

la bolinerizaci&n se realize bastante mis rédpidemente en el

de K, antes definido, exceda de

centro del molde que en los bordes, y ésto permite extraer
1iquido polimerizeble de los bordes del molde mientras avan
z& la contracd. én que acompafia & la polimerizeeidm, impi- |
diendo as{ le eparicién de burbujas y de reacciones internas
en la pieza moldeada.

Los compuesto mondéméricos que pueden emplearse
en el procedimiento de este invento, incluyen los écidos y
esteres acrilicos y acrilico-substituidos, por ejamnplo,
éeidos acrilico y metacrilico, metacrilato de metilo, meta-
orilato de eilclohexile, 2,2,2-trifluorocetil-metacrilato y
esteres del acido alfe~fluorocaecrilico y aleoholes fluorados;
estireno; esteres vin{licos tal como el vinil-acetato, ¥y
compuestos que contengen més de un grupo >C=0 ,teles como
el metacrilato alflico y el fumarato dislilico. Pueden tam-
bien emplearse mezclas de dos o més de estos compuestos.
Los compuestos preferidos son el metacrileto metilico y el
estireno.

la composieiénja moldear de acuerdo con este
invento, puede estar en fbrﬁa 1{quide. Con preferencia se
emplea en estado de "Jarabe'ﬁo disolucidén espesa, que puede
prepararse por polinbrizagién ﬁarcial del compenente =-o
componentes- polimerizebles de la composicidén, antes de su
introducecidn en el molde, o disolviendo un material polimé-
rico en el componente © componentes monoméricos. Si se
desea, pueden emplearéo los dos métodos combinados.

El jarabe, con preferencia, se somete a un tra-

tamiento en vec{o, antes de su empleo, para eliminer las
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burbujas, por ejemple exponidéndolo en un e¢ilindro de una
altura no superior al diédmetro, a un vacfo equivalente a
une presién inferior a 10 om. de mercurio, durante une
hora. E1 Jarabe debe también tener una viscosidad inferior
a 700 poises a 20% C.; en caso contrario, no se derramara
de modo satisfactorio y las burbujas de aire tenderén a
quedar encerradas u ocluidas en él.

Cuando se trabaja con un jarabe formado esencial
mente por metacrilato polimetflico dismelto en metaerilato
met{lico monbémero, aquél contiene, con preferencia, por lo
menos 35$ en peso de polimero. Cuando se use poliestireno,
el jarabe contiene, con preferencia, no menos del 40% en
peso de polimero.

Los Jjarabes pueden prepararse disolviendo um
prolimero en un mondmero, o calentando y/o sometiendo a la
luz uno ¢ més mondmeros, hasta que se haya producido "™in
situ® la cantidad deseads de polimero. Gemeralmente es
conveniente gue el jarabe del polimero disuelto en mondmero,
comtenga un polimero de bajo peso molecular, pare poder
conéeguir una concentracién baatante elevada de polimero
sin dar lugar a un jarabe de viscosidad indeseablemente
elte. Por ejemplo, al usar metacrileto polimetflico, el
margen preferido pars e} peso molecular, es el gue corres-
ponde & una viscosided intrinsece del polimero en cloro-
formo & 20¢ C. de 0,015 a 0,075 litros/mol. Estos polimerocs
de pesoc noiecnlar reducido, pueden obtenerse de varios mo-
dos, por ejemplo, melexendo polfmeros de pesoc molecular més
elevado oon rodillos calientes, o polimerizendo el mondmeroc
correspondiente en presencia de grandes centidades de cata-

lizedor, tal como peréxido de benzoilo, o en presencia de



un ecompussto de ocadena terminal, tel como trementima (tere-~

bentenc). Los jarsbes de polimero de bajo peso molecular

en monémero, pueden obtenerse también polimerizendo pareiel

mente metaerilato metilieo por mbdio de lz iung,cuando eon-v
165. tiene alrededor de 0,5% en poso de eatalizador de polimeri-

gacién foteagtivado.

Para reslizer la polimerizacién a que este in-
vento se refiere, puede emplearse lu; de cualguier longlitud
de onda, desde la infra-roja a la ultra-violeta. Una banda

173; de longitudes de onda convenientes, es la comprendida entre
18002L =linite de tranamisidn de un tubo de cuarzo en una
l4mpara de vapor de areo de merourio- y 7000tA, l{mite in-
ferior de la infra-roja. Las longitudes de onda preferidas
son las inferiores e 7000‘&. Aunque gon eficaces las lomgi-

175. tudes inferiores a 320004, éste es el 1imite inferior de
tronsnisidn del oristal en placas y, dado que en este pro-
cgdimiento se usa frecuentemsnte luz que atraviesa este
material, %200fA representa un limite inferior preterido;

Gon preferemoia, le fotopolimerizacisn se rea-

180. liza en presencia de un eatalizador para la misma. Un grupo
de catalizadores de fotopolimerizacidn que pueden emplearse,
esté conatituido por los alfa-earbomilo-alecholes de la for-
mula RCO-OHOH-R', en la que R y R' -iguales o distintos- son
étomos de hidrégeno o radicaies hidrecarburados monovalentes.

185. Una subclase que entra en esta clasificaeidn genérica, son
las aciloinas, ecompusstos orgénicos del tipo anterior, en los
que R ¥ R' son radicales hidrocarburados alifiticos o aromé-
tic08, ¥ que se derivan de dos moléculas de un aldehido,por
inter-reaccidn de los grupos aldehidicos. Son ejemplos de

190. estos compuestos, el aldehido gliedlico, benzoina, acetoina,
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‘butiroina, 3-hidroxi-4-metil-pemtanona-2, toluina,ter.-

butilbenzoina, 12-hidroxi-l3-ketotetracosana, y o- y p-ter.
~butiltoluina. De éstos, el ecompuesto especifico preferido
es la benzoina. Para los fines de este imrvento, los radlea-
les hidrocarburados que contienen 4dtomos o radicales compo-
nentes, por ejemplo grupos haldgenos, sulfo-, carbonil-,
aleoxi- y aciloxi-, son equivalentes a los radicales hidro
earburados en los catalizadores de fotopolimerizesoidn en éi
usados.

Un segundo grupo es el de los éteres de aciloina,

de la rérmula

o
»

R-CH-C-R'
' .
0 -R"

en la que R, R' y R" son radicales hidrecarburados monova-
lentes. Son ejémplds de compuestos de este grupo les éteres
benzoin-metilico, bvenzoim-etilico, benzoin-propilico,pivaloin-
et{lico y anisoin-met{iico. De estos compuestos, el preferido
es el dter benzoim-etilieo.

Un tercer grupo de catalizadores de fotopolime-
rizaoldn que pueden esmplearse, es el de afines a los compues-
tos poliketaldon{licos, que son compusstos de la férmula
R-(OO)Z-R', en la que x es un entero - 2 0 3 - con proﬁrén-
cila 2, ¥ g.y R' son hi&régenos o radicales hidroearburados
alirdticos o aromiticos. Son ejemplos de compuestos polike-
taldon{licos: el diacetilo; pentanodiona=2,3; octanodiona-
2,3; l-fenil-butanodiona-1,2; bencilo; 2,2-dimetil-4~-fenil-
butanodiona«%,4; glioxal; fenil-glioxal;difenil-triketona,
y-1,2=ciclohexanodiona. De estos compuestos, se prefiere el

diacetilo,
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Tiene importancia la concentracidm del cataliza-
dor de rotopolimerizaoién en el mondmero, por afectar apre
ciablemente la velocidad de polimerizacibn. Puede emplsarée
de 0,01% a 1,0% -en peso del compuesto fotopolimerizeble-
de los catalizadores de polimerizacién antes mencionados,
prefiridéndose de 0,084 a 0,15%. Cuando se usa menos de esta
cantidad del catalizador de polimerizacién, la reaccién
prosigue mis lentamente y si se utilizan eantidades supe-
riores , puede presentarse la decoloracidén. Corrientemente
se emplea alrededor de 0,1% de una aciloina o diketona, aun-
que puede usarse mis o menos, segin la velocidad de polime-
rizacidn deseada. sAdemis, estos catalizadores de fotopoli-
merizacidén no necesitan emplearse solos, sino que pueden
ugarse en combinacidn eom un peréxido. Esto tiene la ventaj
de que s el mondmero sélo estd parcielmente polimerizado
cuando se interrumpe la irradiaciédn, continuarid polimerizén-
dose a una velocidad relativamente rapidea y finalmente se
polimerizaré por completo =i la temperstura es suficiente-
mente elevada. Aunque el perdxido preferido para el empleo
es el de benzoilo, puede usarse cualquier perdxido soluble
en el disoclvente orginico, tal como: perdxido de laureilo,
de acetilo, de ﬁutiroilo, o de succinilo, y ascoridol. En
general, se prefiere de 0,1% a 0,2% de perdéxido, en peso
del material fotopolimerizable. En esta reaceidn, si la
exposicién e la luz es bastante prolongada, no son necesea-
rios los perdxidos.

En lugar de emplear uno de los catalizedores de
fotopolimerizacibn antes'oitados, en presencia o en ausen-
cia de un perbxido, la polimsrizacidém puede realizarse en

presencia de un azo-compuesto orginico en el que las valen-
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cias del azo-grupo se enlacen a &tomos de carbono distimtos,
no-aromiticos. Este método de aplicar el procedimiento de
este invento es el generalmentse prefsrido, ya gque estos azo-
catalizadores son catalizadores activos, a la vez, para la
polimerizacién activada por el salor y por la luz y son muy
estables a le oxidaciém, mo dando lugar a la deecoloracién

de los productos. Locs azo-compuestos preferidos son aquellos
en gque una por lo menos de las valencias del azo=-grupo, y cam
preferencia las dos, se suslden a dtomos de carbono terciario
ligados a un substitutivo negativo. Ademids, este substitutivo
es, con preferencia, un grupo neutro monovalente, ésto es, un
grupo monovalente no-fcido y no-bésico, cuyas tres valencias
restantes se satisfacen o cierran por &dtomos de nitrégeno o
de oxigeno. Son ejemplos de estos grupos, los grupos nitrilo,
earbalcoxi y oarbonamido.

Entre los compuestos preferidos para su uso en el
procedimiento de este invento, pueden citarse como ejemplos:
alfa, alfa'-azodiisobutironitrilo; alfa, alfa'-azobis-(alfa,
gamma-dimeﬁilvaleronitrilo); dimetil y dietil alfa, alfa'-
azodiisobutiratos; 1,l-azodiciclohexano-carbonitrilo; elfa,
alfa'-azobis(alfa-etilbutironitrilo); alfa, alfa'-azodiiso-
butiroearbonamida. ' |

8a prefiere emplear de 0,0005% a 0,55 del azo-
esatalizador, en peso del compuesto monomérico o polimero
parcial.

Para obtener el eontrol de gx en el procedimiento
de este invento, puede escogerse cualqﬁier método conveniente.
De acuerdo con un métode preferido, el procedimiento de este
invento se aplica empleando un aparato que comprende wun ma-

nantial de luz, una pantalla como a continuaecidn se describde
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y un molde conformado para el moldeo de una lente aon un

eje de referencia, tal como antes se hayindicado; el manan-
tial de luz se coloca en el eje de referencia, y la pantalla
se interpone entre el manantial de luz y el molde, y éste y
la pantalla pueden girar ininterrumpidemente uno son respec-
to a otro.

La pantalla comprende, bien un disco de material
opaco, del eual se ha separado un sector de forma adecuada,
o un disco de material opaco en el que un sector se ha trans
formado en transparente, 0 un disco transparente gque se ha
hecho aco excepto en un sector de forma apropiada, que abar
ca todas las partes del disco en las gque, usendo coordenadas
polares convencionales

0% e< xt_(1kx)
tomando el centro del disco como origen, y cualguier radio
del disco como eje x. La pantalla se monta de modo tal que
el eje de referencia antes citado pase por el origem, k ep
una oonstante arbitraria tal que el valor de e, para todos
los valores de x y i, es inferior a 3600, y K, 1, v x tie-
nen la cigniricaeion antes indicada.

Las curvas obtenidas empleando valores distintos
de Eo perténecen a la misma familia, y todas pueden usarse
en este invento. Con preferencia, se esscoge un valor que
haga aproximademente igual a 180¢ el valor méximo de Q.

Si se desea, el disco puede saracterizarse por
la presencia de mis de un sector de la forma descrita, o de
la imegen en un espejo de la misma.

Asi, como parte del aparato preferido para usarse
en el procedimiento de este imvento, puedg emplearse un sec-

tor que sbarque todas las partes del disco para las que:
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-ktx(l-ﬁ) £ o< xt_(1-kx)

Corrientemente, conviens comnseguir que la "masa®™
adyacente al elemento dptico moldeado se polimerice“adecﬁa-
damente durante la operacién del moldeo. A1 c¢aslcular 1la
forma del sector que caracteriza la panmtallas, es comunmente
conveniente, por tanto, tratar la parte de la mase inmedia-
tamente adyacente al elemento 8ptico, como parte de éste,
al aplicar la ley

04 e/ kb (1-Kx)

Esto se apreciaria mejor examinando los dlagrames
que a@ompaﬂan a esta Memoria.

El disco puede formar parte -y normalmente asi
ocurre- de uns plancha de material ouya extensidén y forma,
al exterior del disco no importa desde luego en este invento.

El disco o plancha que lo contiene, se monta con
preferencia entre el manantial de luz y el molde, de modo
que su centro esté en el eje de referencia del molde; el
disco o plamcha que lo contiene, se encuentra en un plano
perpendicular al eje de referencia. El molde o la pantalla

estin provistos de medios de rotacién alrededor del eje de
referencia, & rin de poder mantener un movimiento relativo

ininterrumpido entre la pantalls y el molde, durante el
trangcurso de la polimerizacién.

Normslmente, el molde gira en una platina rote-
tiva, por ejemplo, y la pantalla permenece fija. Esto evita
la necesidad de preparar un montaje y un mecanismo impulsor
para la pantalla, que no obstaculice la distribucién reque-
rida de la luz que cae sobre el molde,

Dedo que se prefiere que el valor de Sx se refiem
e una unided de tiempo io mis pequefia posible, y este valor,
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sorriemtemente, no se referiréd a un perfodo de tiempo su-~
perior a una hora, se prefiere una velocidad de rotacidn
del molde o de la pantalla, del Srden de 0,1 a 10 revolu-
elones por segundo.

Como variente del empleo del verdadero aparato
preferido para el procedimiento de este invento, puede pre-
parerse une pantalle ¢ filtro de lugz, substituyendo el molde
de dicho aparato en el que se emplea luz paralela, por una
pleca fotogridfica y exponiéndola el manantial de luz mien-
tras se realiza un movimiento relativo, ininterrumpido, de
la placa y de la pantalla. Si se usa luz no-paralela,la placa
fotogrédfica debe desde luego eolocarse, para esta operacidn,
en la posicibén en que la pantalla o filtro final sebituara
eon respecto al manantial de luz y al molde en el moldeo de
elementos Opticos. A continuacién, se revela y fija la plesea,
obtenidndose as{ una "negativa® fijada de una pantalla ade-
ouada para su empleo en el procedimiento de este invento, o
sea, en condiciones para substituir la pantalla usada en la
obtencidén de la ™negative". De esta "negativa® puede obte-
nerse cualquier nmero de'pantallas épositivaé', que pueden
emplearse ventajosamente en el proeedimiento de este inven-
to, dado que el movimiento relativo entre estas pantallas y
los moldes es desde luego innecesario, e¢olocéndose la pen-
talla entre el manantial de luz y el molde sencillamente
de modo que los ejes de la pantalla y del molde coincidan.
La pantalla "positiva" puede prepararse directamente, colo-
cando una pléca fotogfética como antes se indicd y emplean-
do una pantalla en la que las partes que normalmente se
precise que sean opacas, son transparentes, y leas normal-

mente transparentes, son opacas, exponiendo la placa al
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manantial de luz mientras se realiza un movimiento relative
ininterrumpido y rotativo de la placa y de la pantalla, y
revelando y fijando la placa fotogréfica.

Otras plasas adecuadas para su empleo sn el pro-
cedimiento de este invento, incluyen las constituidas por
plscas sonformadas de material que absorba la luz, o &e ma-
terial transparente pigmentado, graduédndose el espesor de
estas plecas para dar una transmisidn de luz, de acuerdo
eon la ecuacidn antes indicada, y las obtenidas sumergiendo
ura placa tramsparente, que tenga la forma y el espesor de
la lente precisa, en uns ospa, de espesor uniforme, de un
1{quido gue absorba la luz.

El sparato preferido para emplearse en el proce-
dimiento de este invento, sefomprenderi me jor con referen-
ocla & los esquemas adjuntos, en los que la fig. 1 es una
plante y le fig. 2 un alzedo de un eparato caracteristico
para el moldeo de elementos Spticos.

El aparato eomprendes:

1 - un reflector parebllico que contieze ume
lémpara eléetrice;

2 - una pantalle opace con un sector 3 de forma
adecuadé recortado, a rin &e proporesionar un orificio apro-
plado para el paso €e la luz, de acuerdo con lasg necesidades
antes indiecsadsas;

455 - son leg mitades superior e irnferior del
molde para el moldeoy

8 - une empaquetadura intercalada entre las mi=
tefies del molde;

© « une mesa o platipa rotativs;

10 - el érbol de la messe;
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1l - dblogues y elmohadillas de rellemno, para
permitir la circulacién de eire de refrigersciém entre la
mited inferior del molde y la platine;

12 « grapas @.

Como antes se indiecd, la forma d&el sector se
prepara con preferencia para fecilitar lea polimerizecidn
de la mesa que existe entre las superficies del molde, ex-
teriormente al elemento dptieo. La parte del sector gque
sirve para este objeto, se 1ndichpor 13 en la fig. 1.

El método pare ealcular la forme precisa del
gector trensparente o recortade de las pantallas del apa-
rato preferido para el empleo en el procedimiento de este
invento, se eomprenderé por la descripecidn siguiente, en 7
la que se hase referencia a la fig. 3, en la que ABC es la
abertura deseada pare regular la cantidad de luz que cae
sobre el molde, y BCED la parte de la abertura destinads a

permitir la polimerizecibén de la mesa; r es el semi-diéme-

. tro del elemento a obtener; h es la anpiitud del’arco de

eberturgh la disteneis radial X del centro A, vy 8 es el
éngulo que eon un redio fijo AB forma el radio vestor del
punto (P) del borde de la abettura en que la distancia ra-
dial desde el centro es x. La luz que incide sobre el molde,
es parelela.

El tiempo de exposicidén de la unidad de volumen
de "jarabe™ durante uma revolucién del molde, seré propor-
cional a ___h e una distancia x del centro, siendo ¥} la
velocided :2'z¥otaoi&n. 81 la intengided es I, le cantidad
de energia luminose inecidente en la unidad de tiempo sobre
el volumen unitario de "jerabe", a una distancia x del cen-

tro, vendri dada por: QY = < Ih
2xwx



Pero, Qx = ktx(l-Kx), por tanto m;g otktx(l-xx)

Pero, h = x@

Por tanto, _ X0 . t_(1-Kx)
2wk

Dado que I y ¥ se mantienen constantes, puede esceribirss:

435. X tx{1l-Kx)

440.

445.

450.

455.

0 seg, € = kotx(l-xx), siendo k, una constente arbitraris.
Esta es la ecumcidn polar de le abertura que da la distribu-
cién de lug precisa. la abertura se prepara de material opa-
¢o, separando todas las partes del mismo para les que:
0Ze< k,t, (1-kx)mientras x varie de 0 a 2w

Toda vez que puede ser una constante negetiva,

'15_0
le distribucién de luz precisa puede obtenerse tembién sepa-
rando todes les partes del materisl para las que:

- kb (1-Kx) € 8< # kb (1-Kx)

Cuando se usa luz no-paralela, le forme del sector
se determina més comvenientemente calculendc la forma precisa
pera luz paraelela y ajustando luego el valor de X, probando
varios valores de K hasta obtener piezes moldeadas exentas
de burbujas. De modo andlogo, puede precisarse una correccim
empirica para subsenar la difusién de luz por el molde y la
variasble absorcibén de luz por el "jarabe" del molde, a ecauss
de su variasidén de espesor. |

A menudo resulta ventajoso interpomner una pantalla
de difusién gradusda entre el manentisl de luz y la pantalle,
pera obtener un menantiasl uniformemente brillante y difuso.
Dedo que este manantial de luz es corrientemente mayor que
el molde, la variacién de intensidad a través de la cara de
éste, es pequefia. Ademfa, esta verieeidn no es perjudicial

para el procedimientoc, ya que proporciona una intensided,en



460,

465.

470.

475

480.

485.
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el centro del molde, ligeramente mayor que en los bordes.
Por via de ejemplo, el edlculo siguiente dg le
abertura precisa paras moldear una lente biconvexa de 254
mm, de redio de curvatura y 50,8 mm. de semi-didmetro,
empleando luz paralela
El espesor de la lente en un punto situado a una

distancia x del centro, viene dado por:

t,=n 42 \/;;;E-:—;E. - 2 V2542 - 50,82

slendo n el espesor de le masa que rodea & la lente; en

este ejemplo, n = 2,54 mn,
Por tanto, t_=2 64516 - x - 495.2

La teble siguiente en las colummnaes 1 y 2 da res-
pectivemente, valores de x desde 0 a 50,8 y los valores
celculados de 31. la columna %, el valor de l-Kx con K =
= 1/1000. ILa columna 4, el producte de £, por (1-Kx). Ia
solumna 5, el producto de la columma 4 ¥ la constante ar-
bitreria k , o sea, da valores de 8.

En el e,jemplo,_ls_o = 15 y.e mex =« lg2t

xmms. t mmg. 1 - X tx(l -Kx) 0= kotx(l - Kx}).

(¢ 12.80 1.00 12.80 192.0¢
10 12.40 0.99 12.3%0 184.5¢
20 11.2 0.98 11.00 165.08
30 9.24 0.97 8.96 134.4¢
40 6.48 0.96 6.22 93.3¢
50.8  2.54  0.95 2.42 36,758
60 2.54  0.94 2.39 35.9¢

Los velores de x, desde 50,8 a 60, se representen

para permitir las polimerizacidn de una mesghlrededor del ele



490.

495.

500.

505.

510,

515.

mento. Entre estos valores, t es constante e iguzl a 2,54
nm.

Se representan muchos més velores de los indi-~
cados en la tabla, para dar mayor exactitud.

- NOTA -

Habiendo ya descrito ampliamente la naturaleza
del invento, as{ como la manera de llevarlo a cabo en la
préctica, se hace constar que los procedimientos enterior-
mente descritos son susceptibles de ligeras modificaciones
de detalle, sin gue por ello se altere el principio funda-
mental del invento. También se hace constar que dicho in-
vento se refiere a una Patente presentada en Inglaterrs
con fecha 16 de Julio de 1946, bajo el nt 21.260 acogién-
dose, por lo tanto, a los beneficios que'coneeden los gon-
venios Intgrnacionales en vigor, siendo lo que constituye
le esenéia de dicho invento y por lo que ge solicita Pa-
tente de Inveneldn por veinte afios en Espafia: "Perfeccio-
namientos en la construccidn de elementos de éptica®™; ea-
racterizéndose por lo sigulente:

12 - Perfeccionamientos en la construccidn de
elementos de Sptica, que inecluyen un procedimiento para
la fabricacidén de elementos Spticos que tengan un eje de
referencie tal que el espesor del elemento, medido parale-
lemente a dicho eje, sea précticamente constante en todos
los puntos del elemento situados a une distancia dada de
dicho eje, gue comprende el scmeter un compuesto monomérico
1{quido polimerizable que contenga el grupo >C=G< en su
molécula, © un polimero parcial liquido derivado de aquél,
a la accién polimerizante de la luz en un molde que tenga

superficies internas que se adapten a la forma del elemento



- 19 -

citado, hasta que se obtenga un cuerpo sélido; la eantidad
media de luz que cae, por unidad de tiempo, sobre dicho

520. compuesto monomérico o polimero parcisl, se controla de
acuerdo con la ecuacidn:

QX - ktx (l‘Kx )

en la que § es la cantidadvmedia de luz que cae por unidad‘
de tiempo sobre dicho compuesto monomérico o polimero par-
525. cial, a una diafancia x del eje de referencia citado; Ex
es el espesor del material sometido a polimerizacidén, me-
dido en las direccidén de la luz incidente, a una distaneia
X del eje de referencias, k es une constante arbitraria y
g tiene cualguier velor positivo mayor que cero y menor que
530, 1/r siendo r el valor méximo de x, o sea, el semi-didmetro
de la superfieie interior del molde,

2? - Perfeccionamientos en la construccidn de
elementos de 8ptica,que incluyen un procedimiento, segin
lo especificedo en la reivindicacidén 1, en el que la lugz

535. cae sobre dicho compuesto monomérico o polimero parciasl en
una direccidén précticeamente parslels az dicho eje de refe-
rencie.

3t - Perfeccionamientos en la construceién de
elementos de Sptica, que incluyen un procedimiento, segin

540. lo especificado en las reivindicaciones 1 y 2, en el que
el valor de gx s8e refiere g uns unided de tiempo no mayor
de una horsa,

4% - Perfeccionamientos en la eonstruceidn de
elementos de Sptica, que incluyen un procedimiento, segin

545. lo especificeado en cualquiera de las reivindicaciones en-
teriores, en el que el valor de K no es superior a 1/10

o inferior a 1/100 r.



550.

555

560.

565.

570.

575+

52 - Perfeccionamientos en la construccidén de
elementos de Sptica, que incluyen un procedimiento, segin
lo egpecificado en cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, en el que dicho compueato monomérieo se mezcla
con uno o mids compuestos orgénicos distintos que contiemen
el grupo >GE22-O<

62 - Perfeccionamientos en la construecién de
elementos de éptica, que incluyer un procedimientc, segin
lo especificeado en cuslguiera de las reivindicaciones an-
teriores, en el gue dicho compussto monémérico es metacri-
lato met{lico.

T7® - Perfeccicnamientos en la construceidén de
elementos de dptica, que incluyen un procedimiento, segin
lo especificado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a
5, en el que dicho compuesto monomérico es estireno.

82 - Perfeccionamientos en la construccidn de
elementos de 5pt1ca, que ineluyen un procedimiento, segiun
lo especificado en cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, en el que dicho compuesto monomérico o mezecla de
compusstos monoméricos se emplea en la forma de un *jarabe"
producido por polimerizacidn parcial de dicho compuesto o
compuestos, o digolviendo un materiel poliméricoc en dicho
ecompuesto o compuestos monoméricos.

O¢ - Perfeccionemientos en le construccidn de
elementos de &ptica, que incluyen un procedimientc, segin
lo especificado en la reivindiceeidén 8, en el que dicho
njarabe" estd exento de burbujas y tiene una viscosidad de

menos de 700 poises a 20%C.
10 - Perfeccionamientos en la construccidn de

elementos de éptica, que inecluyen un procedimiento,segin



580,

585,

590,

595.

600,

605,

lo especificado en la reivindicecidn 8 o 9, en el que dicho
*jarabe® tiene por lo menos el 35% en peso de metacrilato
polimet{lico, disuelto en metacrilato met{lico monomérico.

112 - Perfeccionamientos en la construceidén de
elementos de &éptica, que incluyen un procedimiento, segiin
lo especificado en la reivindicacidn 10, en el que la vis-
cosidad intrinseca de dicho metacrilate polimet{lico en
ecloroformo a 20¢C. es de 0,015 a 0,075 litros/mol.

12¢ - Perfeccionamientos ex le construccidn de
elementos de-éptiea, que inoluyen un procedimiento, segin
lo especificado en la reivindicacidén 8 o 9, en el que dicho
*jerabe™ contiene, por lo menos, 40% en pesc de polistirene
disuelto en estireno momomérieo.

132 - Perfeccionamientos en la construeceién de
elementos devéptica,que inecluyen un procedimiento, segin
lo especificedo en cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, en el que dicho compuesto monomérice o polimero
parcial se somete a la accidn de luz de una longitud de
onda eomprendida entre la zona de 3200 a T000 Angstroms.

14¢ - Perfeccionamientos en la construccidn de
elementos de Sptica, que incluyen un procedimiento,segiin
1o especificado en cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, en el que dicho compuesto monomérieco o polimsro
parciel se somete & la aceidén de la luz en presencie de un
catalizador de fotopolimerizacidn.

15¢ - Perfeccionahientoa er la construceién de
elementos de 5pt1¢a, que incluyen un proeedimiento, segim
lo especificado ern la reivindicaciém 14, en el que dicho
catalizador de fotopolimerizeeién es una scilofnes, eon
preferencia benzéina,
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635.

162 - Perfecciomeamientos em la eomstruceién de
elementos debéptiea, que incluyen un procedimiento,segin
lo especificado en la reivindicecién 14, en el que dicho
catalizador de fotopolimerigaecibm es um poliketeldonil-
compuesto, oon preferencia diacetilo.

172 - Perfeccionamientos en la construccién de
elementos de'éptica, que incluyen un procedimiento, gegflin
lo especificado en la reivindicacidn 14, en el gue dicho
catalizedor es un éter de acilofna, preferentemente &ter
benzoin-et{lico.

182 - Perfescionamientos en la eonstruccidn de
elementos de Sptica, que inoluyen un procedimiento, segiin
lo especificado en cuslquiera de las reivindicaciones 14
a 17, en el que se emplea de 0,08 a 0,154 de dicho eatali-
zador, con relaciém al peso del material fotopolimsrizable.

192 - Perfecciomamientos en la construceidn de
elementos de &ptica, que imcluyem un procedimiento, segin
lo especificado en ocualquiera de las reivindicaciones 14
a 18, en el que dicho catalizador de fotopolimerizesidn se
emplea en combinacidédn eon un perdxido orgénico.

20% -~ Perfeccionamientos en la construceidn de
elementos de‘6ptica, que inocluyen un procedimiento, segin
lo eapecificado en la reivindicacién 19, en el que dicho
perdxido orgénico es perdxido de benzoilo.

218 - Perfeccionamientos en la construccién de
elementos deﬁ6ptioa, que incluyen un proesedimiento, segin
lo especificado en la reivindicacibén 19 o 20, en el que ge
emplea de 0,1% a 0,2% de dicho perdxido, con relacién al
peso de material fotopolimerizable,

22¢ - Perfeccionamientos en la construceidn de



640.

645.
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)
elementos de Sptica, que incluyen un procedimiento, segin

lo especificado en la reivindicacibén 14, en el que dicho
catalizador de fotopolimerizacién es un azo-compuesto orgi
nrico en el que las valencias del grupo azoico estin unidas
& dtomos de earbono diferentes, no-aromiticos.

23t -~ Perfeccionamientos en la construcecidn de
elementos de &ptica, que inrcluyen un procedimiento, segiin
lo especificado en la reivindiescidn 22, en el que una por
lo'menos, ¥y eon preferencia las dos valenclag de dicho gru-
po azoico estén unidas a &tomos de carbono terciarios liga-
dos a un subsgstitutivo negativo.

24¢ - Perfeccionamientos en la construceidén de
elementos de dptica, que incluyen un procedimiento, segin
lo especificade en la reivindicacidn 22 o 23, en el que se
emplea de 0,0005% a 0,56 de dicho compuesto azoico, con
respecto al peso de dicho eompuesto monomérico o polimero
parecial.

25¢ - Perfeccionamientos en la construccidn de
elemsntos de dptica, que incluyen los elementos dpticos
siempre que ge obtengan por un procedimiento, segin lo
especificado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 24.

26¢ - Perfeccionamientos en la construccidn de
elementos de 6btica, tal y como queda substancialmente des-
erito en la presente Memoria y representado en los esquemas

adjuntos.

Esta Memoria consta de veintitres hojas escri-~

tas a midquina por una sola cara.

Madrid, 15 de Julio de 1947.
IMPERTAL CHEMICAL INDUSTRIES

LIVMITED
- Por Poder de J. Gli-cd
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